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(S) Verfahren zur Anfertiguhg eines Wabenkorpers und Trockensystem 

(§) Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Anferti- 
' guhg mindestens eines Wabenkorpers und ein Trockensy- 
stem, mit dem ein Wabenformkorper mit einer Zellwand- 
dicke von hochstens 0,125 mm getrocknet werden kann, 
ohne dass es im AuBenhautabschnitt zu Rissen oder Run- 
zeln kommt. Bei dem Verfahren wird zur Anfertigung ei- 
nes keramischen Wabenformkorpers (1) mit einer Vielzahl 
von Zellen (10), die durch in Wabenform angeordnete 
Zellwande (11) mit einer Dicke von hochstens 0,125 mm 
definiert werden, ein extrusionsgeformter tonartiger Wa- 
benkorper (1) getrocknet indem er einer hochgradig 
feuchten Umgebung mit einem Feuchtrgkeitsgehalt von 
wenigstens 70% ausgesetzt wird, wahrend er gleichzeitig 
mit Mikrowellen im Frequenzbereich von 1000 bis 10000 
MHz bestrahit wird. 
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Beschreibung gradig feuchten Umgebung ist, um so besser. Daher ist auch 

dn Feuchtigkeitsgehalt von 80% oder mehr oder sogar ein 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur iiber^ttigter Zustand zulassig. 

AnferdgungmindestenseinesWabenkorpersbzw.insbeson- [0007] Abgesehen davon werden bei der Erfindung als 

dere auf ein Trocknungsverfahren und ein Trockensysiem. 5 Heizong MikroweUen verwendet. Dadurch lasst sich <Ke Er- 

[0002] Zur Anferligung mindestens eines Keramikwaben- wSnnung der hochgradig feuchten Umgebung erreichen. 

korpers wird ein tonartiger Wabenkdrper extrusionsgeforml, Wenn ein herkemmlicher Hochfrequenzstrom als Heizung 

getrocknet und gebrannt. Um diesen niindestens einen Wa- eingesetzt wiirde, fur den in der Nahe des Wabenkorpers 

benkorper zu trocknen, schlagt die Japanische Offenle- Hektroden angeordnet werden miissten, wurde diese Elek- 

gungsschrift Nr. 63-1 66745 zumBeispiel ein Verfahren vor, lO Ux)denanordnung in der hochgradig feuchten Umgebung 

bci dcm cin Hochfrcqucnzsuxjm vcrwcndct wird, dor bcim zwischcn den Elcktrodcn zu cincr FunkcncnUadung oder zu 

Anlegen einer Spannung endang von Elektroden enlsteht, einem Spannungsdurchschlag fiihren, was eine Fehlfunktion 

die an einem oberen Abschnitt und einem unteren Abschnitt der Anlage hervon-ufen wurde. MikroweUen lassen sich da- 

des Wabenkorpers angcordnet sind. Dieses Verfahren soU gegeh uber Wellenleiter zuleiten, weswegen keme Hektro- 

das Innere und das AuBere des Wabenkorpers gleichmaBig 15 den erforderlich sind, die in der Nahe des zu erwarmenden 

erwarmen, um dadurch Fehler wie Risse und Runzeln zu Objekts angeordnet werden miissten. Auch in einer hochgra- 

vermeiden, die durch eine verschieden starke Schrumpfung dig feuchten Umgebung konnen die MikroweUen den Wa- 

verursacht werden konnten, die auf Unterschiede iii der benkorper leicht erreichen und erwarmen, Die Kombination 

Trocknungsgeschwindigkeit zuriickgeht. aus Mikrowellenheizung und -hochgradig feuchter Umge- 

[0003] Das vorstehend beschriebene Trocknungsverfah- 20 bung verhinden demnach auch dann ausrcichend em ReiBen 

ren lasst sich effektiv bei Wabenkorpem mil einer Zellwand- oder Runzeln des AuBenhautabschnitts wahrend des Ttock- 

dicke von 0,30 bis 0,15 mm und einer AuBenhautdicke von nens, .wenn die Zellwanddicke nur 0.125 mm betragt und 

0,3 bis 1,0 mm einsetzen, also bei Wabenkorpem, die nach der AuBenhautabschniit verhalUiismaBig dunn isL Durch die 

Stand der Tcchnik gemcinhin in einem Abgasreinigungssy- verbesserte Trocknung lasst sich als gebranntes Produkt, das 

stem fiir Kraftfahrzcugc als Katalysatortragcr vcrwcndct 25 aus dcm anschlicBcndcn Brcnnvorgang hcrvorgdit, cin Wa- 

werden. Bei diinnwandigen Wabenkorpem mit einer Zell- benkorper hoher Qualitat erzielen. 

wanddicke von nicht mehr als 0,125 mm und einer AuBen- [0008] Bei dem Verfahren zur Anferligung mindestens ei- 

hautdicke von nicht mehr als 0,5 mm, die kurzlich entwik- nes Wabenkorpers sollte die Temperatur der hochgradig 

kelt wurden, um den Bedarf nach einer besseren Abgasreini- feuchten Umgebung vorzugsweise mindestens 80°C betra- 

gungsleistung zu erfiillen, haben die Zellwand und die Au- 30 gen. Um die oben beschriebene Funkdon und Wuicung zu' 

Benhaut jedoch eine geringere Fesdgkeit als beim Stand der erzielen, unterliegt die Temperatur der hochgradig feuchten 

Technik. Bei solchen diinnwandigen Wabenkorpem lassen Umgebung keinen Einschrankungen, sondem kann einen 

sich mit dem herkommlichen, einen Hochfrequenzstrom beliebigen Wert annehmen. Dennoch ermoglicht eine Tem- 

verwendenden Verfahren daher nur schwer zufriedenstel- peratur von nundestens 80**C, die Warmeabgabe von dem 

lende MaBnahmen ergreifen, mit denen sich Fehler in dem 35 durch die MikroweUen envarmten Wabenkorper an die Um- 

AuBenabschniti vermeiden lassen. - gebung zu unterdriicken und die Effizienz der MikroweUen- 

[0004] Angcsichts der oben beschriebenen Probleme beim heizmittel zu vcarbessem. 

Stand der Technik Uegt der Erfindung die Aufgabe zu- [0009] Bei dem Verfahren zur Anfenigung mindestens ei- 

grundc, cin Verfahren zur Anfcrtigung cincs Wabenkorpers ncs Wabcnkorx^crs wird die hochgradig fcuchtc Umgebung 

und ein Trockensystem zur Verfugung zu steUen, mit denen 40 vorzugsweise unter Zufuhr von Hochtemperaturdampf ge- 

cin Wabenkorper mit einer ZeU wanddicke von hochstens bUdei. Um die Feuchdgkeit zur Ausbildung der hochgradig 

0,125 mm getrocknet werden kann, ohne in seiner AuBen- feuchten Umgebung zu erhohen, kann ein Verfahren zum 

haut Fehler wie Risse oder Runzeln hervorzunifen. Knsatz konraien, bei dem aktiv Dampf zugeleitet wird. Der 

[0005] Die Erfindung sieht hierzu ein Verfahren zur An- zu diesem Zweck verwendete Dampf schUeBt durch emen 

ferdgung mindestens eines KeramikwabenkSipers vor, der 45 Dampfkessel oder dergldchen erzeugten Hochtemperatur- 

eine Vielzahl von ZeUen mit hdchstens 0,125 mm dicken dampf oder duich UltraschaU oder ZenirifugaUaaft erzeug- 

Wanden umfasst, bei dem ein extmsionsfeeformter lonarti- ten Niedertemperaturdampf ein. Dabei ist die Verwendung 

ger Wabenkorper getrocknet wird, indem er einer hochgra- des Hochtemperaturdampfes eher vorzuziehen. da er die 

dig feuchten Umgebung mit einem Feuchdgkeitsgehalt von Temperatur der hochgradig feuchten Umgebung leicht erho- 

wenigstens 70% ausgesetzt und mit MikroweUen einer Fre- 50 hen kann. 

quenz von 1000 bis 10 000 MHz besU^hlt wird. [0010] Fiir den FaU, dass ein aus einer spezieUen porosen 

[0006] Bei diesem Fertigungsverfahren wird der Waben- Kcramik bestehendes Transporttablett verwendet wird, kann 

korpcr also in cincr hochgradig feuchten Umgebung mit ci- der Dampf auch durch die Porcn des Transporttablctts zugc-. 

nem Feuchdgkeitsgehalt von wenigstens 70% erwarmt Da- fiihrt werden. 

durch kann die AuBenflache des Wabenkorpers auf einem 55 [0011] Bei dem Verfahren zur Anferdgung mindestens ei- 

passenden Feuchdgkeitsgehalt gehalten werden, sodassver- nes Wabenkorpers erfolgt der vorstehend beschriebene 

hindert wird, dass sie so plotzlich trocknet, dass sie sich ver- Trocknungsvorgang vorzugsweise, indem die Temperatur 

formu Auf diese Weise lassen sich miterschiedliche Trock- des Wabmkdrpers gemessen wird und die Bedingungen fiir 

nungsgeschwindigkeiten zwischen der AuBenflache und die Mikrowellenahstrahlung entsprechend der gemessenen 

dem Inneren des Wabenkorpers verringera. Die verschieden 60 Temperatur geandert werden. In diesem FaU kann der Wa- 

Starke Schrumpfung durch die unterschiedUche Trock- benkorper daran gehindert warden, sich zu sehr zu erwar- 

nungsgescbwindigkeit zwischen dem AuBeren und dem In- men. Es lasst sich also eine zu siarke Erwarmung verhin- 

nw^en des Wabenkorpers kann daher auch dann vennindert dem, die einem t)berlrocknen beim MikioweUenlrock- 

weiden, wenn die ZeUwanddicke ledigUch hochstens nungsvorgang zuzuschrciben ware. 

0,125mmbeU^gtunddicDickederAufienhautverhaltnis- 65 [0012] Indem die MikroweUen stets passend abstrahU 

maBig gcring isL Die Bildung von Rissen, Runzeln oder werden, lasst sich also wahrend des Trocknungsvorgangs 

ahnUchen Fehlem kann somit im AuBenhautabschnitt ver- die .Temperatur des Wabenkorpers steuem. Auch dann, 

hindert werden. Je hoher der Feuchdgkeilsgehalts der hoch- wenn die Zellwanddicke ledigUch 0.125 mm betragt und der 



3 



DE 102 01 300 A 1 



4 



Au£enhautabschniU verhaltnismaBig dunn ist, kann daher 
ein ReiQen oder Runzeln des Aufienhautabscbnitts wahrend 
des Trocknungsvorgangs nocb besser verhindert werden. 
[0013] Bei dem Verfahren zur Anfertigung mindeslens ei- 
nes Wabenkorpers wird die Temperatur des Wabenkorpers 
vorzugsweise unter Verwendung eines Infrarotslrahlungs- 
thermometers oder eines Laserthermometers gemessen. Die 
Verwendung des Infrarotstrahlungsthermoineters oder des 
Laserthermometers ermoglicht es, die Temperatur des Wa- 
benkorpers zu messen, ohne den Formkoqjer zu beriihren. 
Abgcschcn davon wcrdcn die Infrarotstrahlung und dcr La- 
ser nicht durch die MikrowelLen beeintracbtigt. Daher Isisst 
sich die Temperatur auch dann prazise in Echtzeit messen, 
wenn der Wabenkdrper der hochgradig feuchten-Umgebung 
ausgesetzt ist und mit Mikrowellen bestrahlt wird. 
10014J Daneben sieht die Krfindung ein System zum 
Trocknen mindestens eines extrusionsgeformten lonartigen 
Wabenkorpers vor, um damit mindestens einen Keramikwa- 
benkorper anzufertigen, der aus einer Vielzahl in Waben- 
form angeordneter Zellen mit hochstens 0,125 mm dicken 
Zellwanden bestehU wobei das Ti-ockensystem ein Trocken- 
bad, um mehrere Wabenkorper aufzunehmen, einen Be- 
feuchter, um in dem Trockenbad eine hochgradig feuchte 
Umgebung mit einem FeuchLigkeitsgehalt von wenigstens 
70% zu crzcugcn, und mindestens cincn Mikrowcllcngcnc- 
rator umfasst, um dem Trockenbad Mikrowellen im Fre- 
quenzbereich von 1000 bis 10 000 MHz zuzufuhren. 
[0015] Mit diesem Trockensystems lasst sich leicht der 
Trocknungsvoigang fur das angesprochene Fertigungsver- 
fahren realisieren, um damit Wabenkdrper hoher Qualitat 
herzustellen. Und zwar werden die zu trocknenden Waben- 
korper in das Trockenbad gesetzt und wird der innere 
Feuchtigkeitsgehalt des Trockenbads durch den Befeuchter 
auf mindestens 70% erhGht, um die hochgradig feuchte Um- 
gebung zu erzeugen. Die Wabenkorper konnen in der hoch- 
gradig feuchten Umgebung erwarmt werden, indent von den 
angesprochenen Mikrowellengeneratoren aus Mikrowellen 
eingeleitet werden. Dadurch lassen sich die Wabenkorper 
trocknen, ohne dass es zu Risscn odo- zu Runzeln in ihrcm 
Aufienhautabschnitt koiiunt 

[0016] Das vorstehend beschriebene Tbockensystem kann 
entweder kontinuierlich oder chargenweise arbeiten. Bei 
dem kontinuieriicben IVockensystem werden hintereinander 
mehrere Wabenkorper zugefiihrt und dem Trockenbad ent- 
nommen. 

[0017] Bei dem System zum Trocknen mindestens eines 
Wabenkorpers weisl der Befeuchter vorzugsweise eine 
HochtemperBturdanipfquelle auf, um einen Hochlempera- 
turdampf erzeugen zu konnen. Die Hochtemperaturdampf- 
quelle kann ein Dampfkessel sein. In diesem Fall lassen sich 
so\yohl die Temperatur als auch der Feuchtigkeitsgehalt der 
hochgradig feuchten Umgebung leicht eriiohen. 
[0018] Das System zum Trocknen mindestens eines Wa- 
benkorpers umfasst auBerdem vorzugsweise eine Eiruich- 
tung, mit der wahrend des Trocknens die' Temperatur jedes 
Wabenkorpers gemessen wird, und eine Steuenmgseiruich- 
tung, um die Be^iingungen fur die Mikrowellenabstrahlung 
entsprechend der g^essenen Temperatur zu andem. Auf 
diese Weise kann der Wabenkorper daran gehindert werden, 
durch tJbertrocknen ubeimaBig erwarmt zu werden, und 
kann selbst dann, wenn die Zeliwand nur 0,125 mm betragt 
und der AuBenhautabschniu verhaltnismaBig dtinn ist. ver- 
hinden werden, dass der AuBwihaulabschniU beiin Trock- 
nungsvorgang Risse oder Runzeln entwickelt 
[0019] Das System zum Trocknen mindestens eines Wa- 
benkorpers umfasst vorzugsweise ein Trodcenbad mit einer 
in einem Teil davon ausgebildeten durchsichtigen Trenn- 
wand und einer auBerlialb des Trockenbads angeordneten 



Einrichtung, um die Temperatur des Wabenkorpers durch 
die durchsichtige TVennwand hindurch zu messen, ohne den 
Wabenkorper zu bertihreri. Dadurch, dass die beruhrungs- 
lose Temperaturmesseinrichtung wie beschrieben aufierhalb 
5 des Trockenbads angeordnet ist, lasst sich mit einem kom- 
pakien, einfachen Aufbau die Temperatur des Wabenkorpers 
stabil messen. 

[0020] Bei dem System zum Trocknen mindestens eines 
Wabenkorpers ist die Temperaturmesseinrichtung vorzugs- 

10 weise ein Infrarotthermometer oder ein Laserthermometer. 
Bei Verwendung des In.frarotthcrmomctcrs oder des Laser- 
thermometers lasst sich die Temperatur des Wabenkorpers 
in 6cn Mikrowellen mit hoher Genauigkeit und mit einem 
verhaltnismaBig kompakten Aufbau messen. 

15 [0021] Bei dem System zum TVocknen mindestens eines 
Wabenkorpers besteht die einen Teil des Trockenbads bil- 
dende durchsichtige Trennwand vorzugsweise aus Glas oder 
einem steifen Kunsistoff. Die durchsichdge Trennwand darf 
die Temperaturmessung durch das beriihrungslose Thermo- 

20 meter nichl nachteilig beeinfluissen, darf nicht durch Mikro- 
weUen erwarmt werden und darf in der hochgradig feuchten 
Umgebung des Trockenbads keine chemische Reaktion ein- 
gelien oder zu einer anderweitigen Anderung der Eigen- 
schaften fiihren. Solange diese Erfordernisse erfullt sind, 

25 kann die durchsichtige Trennwand ohne Einschrankungcn 
aus einem beliebigen Material bestehen. AUerdings sind 
Glas oder steife Kunststoffe leicht verfUgbar und konnen das 
erforderliche Leistungsprofil iiber mehrere Jahre erbringen. 
[0022] Das System zum Trocknen mindestens eines Wa- 

30 benkorpers umfasst vorzugsweise eine Wasserentfemungs- 
einrichtung, um zu verhindern, dass an der naher an dem 
Trockenbad befindlichen Seite der einen Teil des Trocketi- 
bads bildenden durchsichtigen Trennwand Wassenropfen 
anhaften. Wenn die Temperatur des Wabenkorpers unter 

35 Verwendung des angesprochenen beriihrungslosen Thermo- 
meters gemessen wird, lassen sich auf diese Weise Fehler 
unterdriicken, die andemfalls durch die an die Obearflache 
der durchsichtigen Trennwand anhaftenden Wassertropfen 
hcrvorgcrufcn wurdcn. 

40 [0023] Bei dem System zum Trocknen mindestens eines 
Wabenkorpers ist die Wasserentfemungseinrichtung vor- 
zugsweise ein Geblase, das die Luft auf die naher an dem 
Trockenbad befindliche Seite der durchsichtigen Trennwand 
blast Indem die Luft auf die beschriebene Weise zugeblasen 

45 wird, kann mit einer verfaSltnismaBig kompakten, einfachen 
Einrichtung verhindert werden, dass Wasserux>pfen an der 
Oberflache der durchsichtigen Trennwand anhaften. 
[0024] Bei dem System zum Trocknen mindestens eines 
Wabenkorpers ist das Geblase vorzugsweise so ausgefiihrt, 

50 dass es eine Kapazitat von wenigstens 0,5 m''/min hat. Falls 
die Kapazitat des Geblases weniger als 0,5 n?/mm betragt, 
konnen die Wassertropfen unter Umstanden nicht vollstan- 
dig daran gehindert werden, an dcr Oberflache dcr durch- 
sichtigen Trennwand anzuhaften. 

55 [0025] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezug- 
. nahme auf die beigefiigten Zeichnungen anhand von Aus- 
flihrungsbeispielen beschrieben. Hs zeigen: 
[0026] Fig. 1 eine Darstellung zur Erlauterung' des Auf- 
baus eines Trockensystems gemaB einem Ausfuhrangshei- 

60 spiel der Erfindung; 

[0027] Fig. 2(a) eine Perspektivansichi eines Wabenkbr- 

. pa^ und 

[0028] Fig- 2(b) eine Darstellung zur Eriauterung der Zell- 
wanddicke beim ersten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; 
65 [0029] Fig. 3 eine Darstellung zur Eriauterung des Zu- 
sanunenhangs zwischcn dem inneren Feuchtigkeitsgehalt 
des Trockenbads und dem Riss-/Runzelfehleranteil bei ei- 
nem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung; 
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[0030] Fig. 4 eine Darstellung zur Erlauterung des Zu- 
sammenhangs zwischen der Porositat eines Transportta- 
bletts, dem innercn Feuchtigkeitsgehalt des Trockenbads 
und der Eluierung des Wabenkorpers bei einem driUen Aus- 
fiihrungsbeispiel der Erfindung; 

[O031] Fig. 5 eine Darstellung zur Erlauterung des Auf- 
baus eines Trockensystems gemafi eines vierten AusfUh- 
rungsbeispiel der Erfindung; und 

[0032] Fig. 6 eine Darstellung zur Erlauterung eines Ver- 
fahrens zur Messung der Temperatur bei einem Trockensy- 
stcm gcmafi cincm funftcn Ausfuhrungsbcispicl der Erfin- 
dung. 

Erstes Ausfuhrungsbcispicl 

[0033 J Unter Bezugnahme auf die Fig. 1, 2(a) und 2(b) 
wird zunachst ein erstes erfindungsgemaBes Ausfuhrungs- 
beispiel des Verfahrens zur Anferligung mindestens eines 
Wabenkorpers und des Trockensystems erlauterL 
[0034] Wie aus den Fig. 2(a) und 2(b) hervorgdit. wird bei 
diesem Ausfuhrungsbeispiel ein Keramikwabenkorper 1 an- 
gefertigi, der eine Vielzahl von in Wabenform angeordnete 
Zellen 10 niit mclireren Zellwanden 11 entlialt, die eine 
Dickc tl von hochstens 0,125 mm aufweisen. Wie in den 
Fig. 2(a) und 2(b) gczcigt ist, umfasst der Wabcnkorpcr bei 
diesem Ausfuhrungsbeispiel mehrere quadratische Zellen 
10 und einen zylinderfomiigen AuBenhautabschnitt 12, der 
eine Dickc t2 von hochstens 0,5 mm aufweist. Die Form der 
Zellen und die Form des Wabenkorpers als Ganzes konnen 
aber je liach Anwendungsgebict auch geandert werden. 
[0035] Bei dem Verfahren dieses Ausfiihrungsbeispiels 
wird der durch einen Exlrusionsformvcrgang hergestellte 
tonartige Wabenkorper 1 getrocknet, indem er einer hoch- 
gradig feuchten Umgebung mit einem Feuchtigkeitsgehalt 
von wenigstens 70% ausgesetzt wird, wahrend er gleichzei- 
tig iiiit Mikrowellen im Frequenzbereich vbn 1000 bis 
10 000 MHz bestrahlt wird. 

[0036] Es folgt nun eine ausfuhrlichere Bcschrcibung die- 
ses Ausfuhrungsbcispicls. 

[0037] Bei der Anfertigung des Wabenkorpers 1 gemaB 
diesem Ausfuhrungsbeispiel werden in einem erslen Schritt 
5 Gewichtsteile organisches Bindemittel und 15 Gewichts- 
teile Wasser zu 100 Gewichtsteilen Keramikpulvermaterial 
aus hauptsachlich Cordierit hinzugegeben und wird dieses 
Gemisch geknetet, damit sich ein tonartiges Keramikmate- 
rialergibt 

[0038] Im nachsten Schritt wird das Keramikmaterial un- 
ter Verwendung eines (nichtgezeigten) Extruders aus einem 
wabenformigen Werkzeug heraus extrudicrt und wird das 
extrudierte Wabenkorperrohmaterial nacheinander in meh- 
rere Formkorper vorbestimmter Langc geschnitten, um auf 
diese Weise inehrcre tonartige Wabenkorper 1 zu erzeugen. 
Der Extruder kann ein Kolbcncxtrudcr, cine Strangprcsscx- 
truder oder dergleichen sein. 

[0039] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist im wabenfor- 
migen Wericzeug die Schlitzbreite jedes Zellwandabschnitts 
auf 0,115 mm und die Schlitzbreite des AuBenhauUb- 
schnitts auf 03 nun eingestellt 

[0040] Die wie oben heschrieben durch Extnisionsformen 
eiziclten diinnwandigen Wabenkorper 1 werden unter Ver- 
wendung des in Fig. 1 gezeiglen Trockensystems 3 getrock- 
net. 

[0041] Das in Fig. 1 gezjeigle Trockensystem 3 umfasst 
ein Trockenbad 30, um die Wabenk6rp»er 1 aufzunehmen, ei- 
nen Dcfeuchtcr 32, um in dem Trockenbad 30 eine hochgra- 
dig feuchte Umgebung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 
wenigstens 70% zu erzeugen, und mehrere Mikrowellenge- 
neratoren 34, um dem Trockenbad 30 Mikrowellen im Fre- 



quenzbereich von 1000 bis 10 000 Megaherz zuzufuhren. 
[0042] Das Trockenbad 30 hat eine GroBe, die die Auf- 
nahme mehrerer durch ein nachstehend beschriebenes 
Transportsystem 4 zugefuhrter Wabenkorper 1 erlaubt. 
5 [0043] Von den vier Mikrowellengeneratoren 34 gehen je- 
wcils Wellenleiter 340 aus, die mit den vier Eckabschnitten 
der Seitenwand 303 verbunden sind und sich dort offnen. 
Diese Offnungeii bilden Mikrowelleneinlasse 341. 
[0044] AuBerdem zweigen von einem den Befeuchter 32 
10 bildenden Dampfkessel zwei Dampfiohre 320 ab, die Je- 
wells mit scitlich bcabstandctcn Punktcn der Seitenwand 
303 verbunden sind und sich dort of&ien. Diese Offnungen 
bilden Dampfeinlasse 321. Der durch die Dampfeinlasse.. 
321 eingeleitete Dampf ist ein wie oben beschriebenef von 
15- dem Heizkessel abgegebener Hochtemperaturdampf und hat 
eine Temperatur von wenigstens 80"C. 
[0045] Das Trockensystem 3 umfasst bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel auBerdem ein Transportsystem 4 zum Trans- 
port der Wabenkorper. Das Transportsystem 4 ist als konU- 
20 nuicrliches System ausgeflShrl, um dem Trockenbad 30 kon- 
tinuierlich mehrere WabenkSiper 1 zuzufiShren und zu ent- 
nehmen. 

[0046] Dazu ist in dem Trockenbad 30 ein Forderband 41 
angeordnet, das den Einlassabschnitt 301 und den Auslass- 
25 abschnitt 302 des Trockenbads 30 vcrbindct. AuBcrhalb des 
Auslassabschnitts des Trockenbads 30 befindet sich auBer- 
dem eine Rollenbahn 42. 

[0047] Das Transportsystem 4 mit dem Forderband 41 und 
der Rollenbahn 42 ist so gestaltet, dass es Transporttabletts 5 
30 transportiert, auf die jeweils ein Wabenkorper 1 gesetzl ist. 
Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel bestehen die Transportta- 
bletts 5 aus dner porosen Keramik (in dieseim Fall aus Cor- 
dierit), die einen dielektrischen Verlust .von hochstens 0,1, 
dne Porositat von mindestens 10% und ein offenes Quer- 
35 schnittsfiachenvarhaltnis (sectional open area ratio) von 
mindestens 50% aufweist Dieses Material kann durch ein 
Hamstofftiarz oder dergleichen ersetzt werden, Auf jedcm 
Transporttablett 5 beriihrt eine der bfifcnen Eodflachcn der 
ZcUcn 10 des Wabenkorpers 1 die Obcrscitc 51 des Trans- 
40 porttabletts 5. Infolgedessen verlaufen die Zellen 10 des 
Wabenkorpers 1 in vertikaler Richtung und stehen mit den 
Poren des Transporttabletts 5 in Verbindung. 
[0048] Unter der Rollenbahn 42 befindet. sich auBerhalb 
des Trockenbads 30 ein HeiBluftgenerator 36. Dieser HeiB- 
45 luftgenerator 36 ist so ausgefuhrt, dass er von unterhalb der 
sich auf der Rollenbahn 42 bewegenden Transporttabletts 5 
120**C warme HeiBluft nach oben blast. Diese Tfemperatur 
reicht nicht aus. um das in den ^benk6ri)em 1 cnthaliene 
Bindemittel zu verbrennen. 
50 [0049] Beim Trocknen der extrusionsgeformten Waben- 
korper 1 mit dem wie vorstehend beschrieben geslalteten 
Trockensystem wird in einem ersten Schritt zunachst jeweils 
dner der cine vorbcstimmtc Langc aufwciscndcn Waben- 
korper 1 auf das Transporttablett 5 gesetzt und wird das sich 
55 ergebende Paar des Formkorpers 1 und des Tabletts 5 an- 
schlieBend wie in Fig. 1 gezeigt auf das Fdrd«-band 41 ge- 
setzL Die Wabenkorper 1 werden daher hintereinander in 
das Trockenbad 30 transportiert 

[0050] Jeder der in das Trockenbad geschickten Waben- 
60 koiper 1 wird. wahrend er sich von dem Einlass 301 aus mit 
der Bewegung des Fardeibands 41 zum Auslass 302 be- 
wegt, getrocknet 

[0051] Im Innem des TVock^bads 30 ist Pur eine hochgra- 
dig feuchte Umgebung gesoigt, die mit Hilfe des yon dem 
65 Befeuchter 32 zugeleitetui Ilochiemperaturdampfs bei ei- 
nem Feuchtigkeitsgehalt von wenigstens 70% (wenigstens 
80% bei diesem Ausfuhrungsbeispiel) und bei einer Tempe- 
ratur von wenigstens SQ^C gehalten wird. Gleichzeilig wer- 
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den die durch den Mikrowellengeneralor 34 exzeugten Mi- 
krowellen in das IVockenbad 30 eingeleitet Dadurch wer- 
den die Wabenkorper 1 in dem Trockenbad 30 rasch ge- 
trockhet, wahrend die Bildung von Rissen Oder Runzeln auf 
dem AuBenhautabschnitl 12 verhindert wird. 
[0052] Und zwar wird der Wabenk5rper 1 dadurch, dass 
das Trockenbad 30 wie vorstehend beschrieben in einer 
hochgradig feuchten Hochtemperaturumgebung gehalten 
wird, nicht so plotzlich erwarmt, dass sich seine Auflenfla- 
che verformt, sondcm bei einer angemessenen Temperatur 
gchaltcn. Dadurch lasst sich dcr Untcrschicd bci dcr Trock- 
nungsgeschwindigkeit zwischen der AuBenfliiche und dem 
Innem des Wabenkorpers 1 veningem. Die verschieden 
staike Schrumpfung zwischen dem Inneren und dem Aufie- 
ren des Wabenkorpers 1 durch die unterschiedliche Trock- 
nungsgescbwindigkeit kann daher selbsl bei dem Waben- 
korper 1 dieses Ausfiihrungsbeispiels verringert werden, der 
eine nur 0,125 mm dunne Zellwand aufweist Infolgedessen 
kann die Bildung von Fehlem wie Rissen bder Runzeln in 
dem AuSenhautabschnitt 12 verhindert werden. AuBerdem 
werden bei diesem AusfUhrungsbeispiel Mikrowellen als 
Heizung verwendeL Die Mikrowellen lassen sich iiber die 
Wellenleiter 340 auch dann leicht einleiten, wenn das Innere 
des Trockenbads 30 wic obcn beschrieben cine hochgradig 
fcuchtc Umgcbung bildcL Dcr Wabenkorper lasst sich dahcr 
dielektriscb erwarmen, ohne dass die Anlage kompliziert 
aufgebaut sein musste. 

[0053] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel lasst sich also 
wahrend des Trocknens durch die Kombination aus Mikro- 
weUenerwarmung und hochgradig feuchter Umgebung die 
Bildung von Rissen oder Runzeln im AuBenhautabschnitl 
selbst dann ausreichend verhindern, wenn die Zellwand- 
dicke nichl mehr als 0,125 mm und die Dicke des AuBen- 
hautabschnitts nicht mehr als 0,3 mm betrSgt. 
[O054] Des weiteren wird bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
nach dem Trocknungsvorgang in der hochgradig feuchten 
Umgebung des TVockenbads 30 die von dem HeiBluftgene- 
rator 36 crzeugte HeiBlufl auf den Wabenkorper 1 aufge- 
bracht, so dass sic durch dcsscn Zcllcn 10 hindurchgcht. Dcr 
Wabenkorper 1 wird bei diesem Ausfuhrungsbeispiel daher 
durch die Kombination aus Mikrowellenerwarmung in der 
hochgradig feuchten Umgebung und Heifiiuft getrocknet 
Dabei wird der Wabenkorper 1 zunachst. durch die Mikro- 
wellen in der hochgradig feuchten Umgebung so welt ge- 
trocknet, dass der Wassergehalt des Wabenkdipers bei 1 0 bis 
20% des Ciehalts vor dem Trocknen verbleibL Danacb wird 
der Wabenkorper 1 durch HeiBluft endgetrocknet, um auf ei- 
nen Wassergehalt von nicht mehr als 5% zu kommen. 
[0055] Auf die oben beschriebene Weise lasst sich die Mi- 
krowellenerwarmung in der hochgradig feuchten Umge- 50 
bung leicht steuem, wodurch Schwierigkeiten vermieden 
werden, etwa dass die Bindemittelkomponente des Waben- 
korpers durch iibcrmaBigc Mikrowellenerwarmung vcr^ 
brennt. Durch die HeiBluft, deren Temperatur nicht hoch ge- 
nug ist, um eine iibermaBige Erwarmung herbeizufuhren, 55 
lasst sich die Endtrocknung dann mit boher Genauigkeit 
durchfiihren. 

[0056] Dadurch, dass das Trockensystem 3 gemaB diesem ' 
Ausfdhruhgsbeispiel das vorstehend beschriebene Trans- 
pbrtsystem 4 enthalt, bat es einen Aufbau, der einen konti- 60 
nuierlichwi Beirieb ermoglicht, Der Trocknungsvorgang 
lasst sich daher effizieni durchfiihren. 

[0057] Dariiber hinaus konuiit hei den TVansporttablelts 5 
dieses Ausfiihrungsbeispiels mit Cordierit eine porose Spe- 
zialkeramik zum Einsatz, deren dielekUischer Veriust hoch- 65 
stens 0,1 betragt, deren Porositat mindestens 10% beU^gt 
und die ein offenes Querschnittsflachenverhaltnis von min- 
destens 50% aufweist. Dadurch lasst sich verhindern, dass 
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sich wahrend des Mikrowellen trocknungsvozgangs Wasser 
ansammelt und sich die Temperatur des Transporttabletts 5 
erhdht. Daruber hinaus kann wahrend der Erwarmung mit 
der HeiBluft die Heifiiuft leicht durch die Poren hindurch in 
5 die Zellen 10 gelangen. 

Zweites Ausfilhrungsbeispiel 

[0058] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel wurde ein Ver- 
io such durchgefiihrt, um den Zusammenhang zwischen dem 
Fcuchtigkcitsgchalt und dcr Qualitat des AuBcnhautab- 
schnitts zu bestimmen, wenn der Feuchtigkeitsgehalt bei 
Verwendung des Trockensystems 3 gemaB dem erslen Aus- 
fuhrungsbeispiel unter Anderung der in das Trockenbad 30 
15 eingeleiteten Menge des Hochtemperaturdampfes geandert 
wird, Dabei fanden abgesehen von dem Feuchtigkeitsgehalt 
die gleichenBedingungen wie beim ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel Anwendung. 

[0059] Die Testergebnisse sind in Fig. 3 gezeigt, in der die 
20 Abszisse die Innenlemperatur des Trockenbads 30 und die 
Ordinate den Riss-/Runzelfehleranteil des AuBenhauiab- 
schnitts angibt. In jedem Versuchsdurchgang wurden 20 
Wabenkorper untersucht und wurde durch BesUmraung des 
Prozentanteils derjenigen Wabenkorper, die auch nur im ge- 
25 ringcn MaBc Rissc oder Runzeln zcigtcn, als fchlcrhaftc 
Produkte als Fehleranteil der Anteil der fehlerhaflen Pro- 
dukte berechnet. 

[0060] "^e in Fig. 3 zu erkennen ist, beginnt die Wirkung 
der RisS'/Runzelverhinderung bei einem Feuchtigkeitsge- 
30 halt von mehr als 50%. Dabei konnen die Kisse und Runzeln 
bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 70% oder niehr fast voll- 
standig verhindert werden. 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

35 

[0061] Bei diesem Ausfiihrungsbeispid wurde eine Ver- 
such durchgefiihrt, um zu iiber priifen, ob durch Wasser, das 
sich wahrend des Trocknungsvorgangs ansanunelt, Funkti- 
onsstoruhgcn auftrctcn, wenn bci dem crstcn Ausfuhrungs- 
40 beispiel sowohl die Porositat des Transporttabletts 5 als 
auch der innere Feuchtigkeitsgehalt des Trockenbads 30 ge- 
andert wurden. Abgesehen von der Porositat des Transport- 
tabletts 5 und dem Feuchtigkeitsgehalt des Trockenbads 30 
entsprachen die Bedingungen ansonsten denen des ersten 
45 Ausfiihrungsbeispiels. 

[0062] Die Versuchs^gebnisse sind in Fig. 4 gezeigt, in 
der die Abszisse die Porositat des Transporttabletts und die 
Ordinate den Feuchtigkeitsgehalt des Trockenbads angibt. 
Die einzelnen Durchgange des Trocknungsvorgangs wurden 
jeweils bei einer Bedingung durchgefiihrt, wodurch sich die 
gezeigte Darsiellung ergab, in der X fiir den Fall stcht, dass 
eine auch nur geringe Eluierung der Zellwande oder des Au- 
Bcnhautabschnitts auftrat, und O fiir den Fall stcht, dass cs 
zu keiner solchen Eluierung kam. 

[0063] "W^e in Fig. 4 zu erkennen ist, kommt es um so 
leichter zu einer Eluierung, je hdher der Feuchtigkeitsgehalt 
ist 

[0064] FOr den Fall, dass der Feuchtigkeitsgehalt wenig- 
stens 70% betragt, kann die Eluierung verhindert werden, 
wenn die PorositMt des lYansporttabletts auf mindestrais 
10% dngeslellt wird. AuBerdem ist zu erkennen, dass die 
Eluierung bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 100% vertiin- 
6en werden kann, wenn die Porosilat des Transporltablelts 
auf mindestens 25% eingestellt wird. 

'S^ertcs Ausfilhrungsbeispiel 

[0065] Dieses Ausfuhrungsbeispiel veranschaulicht den 
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Fall, bei dem ein chargenweise arbeitendes Trockensystem 
6 venvendet wird. 

[0066] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, umfasst das TVockensy- 
stem 6 dieses Ausfuhrungsbeispiels ein Trockaibad 60, das 
den Wabenkorper 1 aufnimml, einen Befeuchter 62. der in 5 
dem Trockenbad 60 eine hochgradig feuchle Umgebung mit 
einem Feuchdgkeitsgehall von wenigstens 70% erzeugt, 
und niehrere Mikrowellengeneraloren 64, die dem Inncrn 
des Trockenbads 60 Mikrowcllen im Frequenzbereich von 
1000 bis 10 000 MIIz zufuhren. lo 
[0067] In dem Trockenbad 60 ist ein Tragcr 68 angcord- 
net, der mehrere, jewdls auf ein Tnmsporttablett 5 gesetzte 
Wabenkorper 1 tragen kann. Der Trager 68 ist luftdurchlas- 
sig, da er mebrere vertikale Durchgangslocher aufweist. 
[0068] Abgesehen davon gehen yon den vier Mikrowel- 15 
lengeneratoren 64 Wellenleiter 640 aus, die mit den vie.r 
Eckabschnitten einer Seitenwand 603 des Trockenbads 60 
verbunden sind und sich dort offnen. Die Offnungen bilden 
Mikrowelleneinlasse 641, AuBerdem weisl das Trockenbad 
60 einen nicht gezeiglen Einlass und Auslass auf, durch den 20 
die WabenkSrper 1 dngebracht und entnommen werden 
konnen. -- 
[0069] Zwei Dampfrohrc 620, die von dnem den Be- 
feuchter 62 bildcndcn Dampfkesscl abzweigen, sind an zwei 
scitiich bcabstandctc Punktc ' der Seitenwand 603 angc- 25 
schlossen und ofFnen sich dort. Diese Offnungen bilden 
Dampfeinlasse 621. Der von den Dampfeinlassen 621 ein- 
gelassene Dampf entspricht dem vorstehend beschriebenen, 
von dem Dampfkessel abgegebenen Hochtemperaturdampf 
und hat eine Temperatur von wenigstens 80**C. 30 
[0070] Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist in dem Trok- 
kenbad 60 ein HeiBluftgeneraior 66 angeordneL Dieser 
HeiBluftgeneraior ist so ausgefiihrl, dass er von unterhalb 
des Tragers 68 120**C warme HeiBluft nach oben blast. Die 
HeiBluft stromt durch den Trager 68 und die Transportta- 35 
bietts 5 und geht durch die Zellen 10 der Wabenkorper 1 hin- 
durch. Die Transporttabletts 5 entsprechen denen des ersten 
- Ausfuhrungsbeispiels. 
[0071] Wcnn die Fornik6q)cr 1 untcr Vcrwcndung des 
Trockensystems 6 getrocknet werden, werden auf die Trans- 40 
porttabletts 5 in einem ersten Schritt niehrere Wabenkorper 
1 vorbestimmter Lange gesetzt, in die das WabenkSrperroh- 
material geschnitten wurde, und werden diese wie in Fig. 5 
gezeigt auf dem Trager 68 angeordneL In dieseni Zustand 
wird von dem Befeuchter 62 in das Trockenbad 60 Hoch- 45 
temperaturdampf eingeleitet. um dadurch eine hochgradig 
feuchte Umgebung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von we- 
nigstens 70% zu bilden, wahrend gleichzeidg zur Durchfuh- 
rung des Mikrowellenheizvorgangs von den Mikrowellen- 
generatoren 64 Mikrowellen eingeleitet werden. SO 
[0072] Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ^ird der Mikro- 
wcllenhcizvorgang solange durchgefuhrt, bis sich der Was- 
scrgchalt des Wabcnkoipcrs 1 auf 10 bis 20% vcrringcrt hat. 
Danach werden die Einleitung des Hochtemperaturdampfes 
wie auch der Mikrowellen unterbrochen. Nachdem das In- 55 
nere des Trockenbads 60 entluftet wurde, wird von derii 
HeiBluftgeneraior 66 HeiBluft nach oben geblasen. Dadurch 
kann die HeiBluft durch den Trager 68 und die Transportta- 
hletls 5 hindurch durch die Zellen jedes Wabenkorpers 1 
hindurchgehen. Auf diese Weise wird der Wassergehalt des 60 
Wabenkorpers 1 auf 5% Oder weniger reduziert, um die Wa- 
benkorper 1 endzuu-ocknen. Danach werden die Wabenkor- 
per 1 aus demlVockaibad 60 genonunen und wird eine wei- 
tcre Charge zu irocknender Wabenkorper 1 in dem Trocken- 
bad 60 angeordneL Die oben bcschriebene Abfolgc von 65 
Trocknungsschritten kann dann wiederholt werden. 
[0073] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel lasst sich unter 
Vo^endung des chargenweise arbeitenden Trockensystems 



6 ahnlich wie bei dem Trockensystem 3 des ersten Ausfuh- 
rungsbeispiels eine hervorragende Trocknung erzielen. 
[0074] Die Funktions weise und Wirkungen entsprechen 
ansonsten denen des ersten Ausfuhrungsbeispiels. 

FiJnftes Ausfuhrungsbeispiel 

[0075] Dieses Ausfuhrungsbeispiel veranschaulichi den 
Fall, dass der oben bcschriebene Trocknungsvorgang unter 
Steuerung der Temperatur der Wabenkorper 1 in dem Trok- 
kcnbad crfolgL 

[0076] Wie in Fig. 6 gezeigt ist, wird zur Durchfuhrung 
dieses Trockenvorgangs das Trockensystem 3 verwendet. 
Das Trockensystem 3 gemafi diesem Ausfuhrungsbeispiel 
umfasst eine Einrichtung, mit der sich die Temperatur der 
Wabenkorper 1 in dem Trockenbad 30 messen lasst, und ist 
abgesehen von dem Aufbau ,des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels so ausgefiihrL dass die Mikrowellenausgangsleisiung 
entsprechend der gemessenen Tbmperalur geandert werden 
kann. 

[0077] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel besteht die Tem- 
peraturmesseinrichtung aus einem Infrarotstrahlungsther- 
mometer 351. Hierzu bildet eine durchsichtige Trennwand 
350 einen Teil der Seitenwand 304 des Trockenbads 30 und 
ist das Infrarotstrahlungsthcrmomctcr 351 an cincr Position 
angeordnet, von der der Wabenkorper 1 in dem Trockenbad 
30 durch die durchsichtige Trennwand 350 hindurch sicht- 
bar ist. 

[0078] Um Wassertropfen daran zu hindem, an der Innen- 
flache der durchsichtigen Trennwand 350 anzuhaften, wird 
auBerdem durch ein Luftrohr 351 stets Luft zugefiihrl. 
[0079] Abgesehen davon sind das Infrarotslrahlungslher- 
momeier 351 und die Mikrowellengeneratoren 34 miteinan- 
der uber eine nicht gezeigte Signalleitung verbunden. 
[0080] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel wird fur das Ma- 
terial der durchsichtigen Trennwand 350 Glas eingesetzt, 
doch kann es auch bei gleicber Wurkung durch einen harten 
Kunststoff ersetzt werden. 

[0081] Des wcitcrcn kann die Tcmpcraturcnmcsscinrich- 
tung anstatt des Infrarotstrahlungsthermometers 351 auch 
dn Laserthermometer seiri. 

[0082] Die Trocknung der Wabenkorper 1 erfolgt unter 
Verwendung des vorstehend beschriebenen Trockensystems 
3. , 

[0083] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel wird die Tempe- 
ratur der Wabenkori)CT 1 in dem Trockenbad 30 durch die 
durchsichtige Trennwand 350 hindurch von dem Infrarol- 
thermometer 351 auf der Grundlagc dei Welleniange des 
von dem jeweiligen WabenkGrper 1 abgestrahlten Infrarot- 
lichts gexnessen. 

[0084] Wahrend der Temperaturmessung wird auf die In- 
nenflache der durchsichtigen Trennwand stets Luft in einer 
Mcngc von 0,5 mVmin gcblascn. Sclbst dann, wcnn in dem 
Trockenbad 30 eine hochgradig feuchte Hochlemperatvu:- 
umgebung vorhanden isL werden Wassertropfen daber 
daran gehindert, an der Innenfiache der durchsichtigen In- 
nenwand anzuhaften, was eine prazise Temperaturmessung 
ermogiichL 

[0085] HnLsprechend der auf diese Weise gemessenen 
Temperatur erfolgt eine An/Aus-Sleuening der Mikrowel- 
lengeneratoren 34. Und zwar werden die Mikrowellen von 
den Mikrowellengeneratoren 34 nicht zugeftthrt, wenn die 
Temperatur des Wabenkorpers 1 wenigstens 110°C beUragt, 
und wird die Zufiihr der Mikrowellen von den Mikrowellen- 
generatoren 34 wieder aufgenonunen, wenn die Temperatur 
hochstens 80°C betragL 

[0086] Die Geslaltung, Funktionsweise und Wirkungen 
sind ansonsten die gleichen wie beim ersten Ausfuhnings- 
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beispiel. 

[0087] Bei dem Trockensystem 3 dieses Ausfuhrungsbei- 
spieis erfoigt der Mikrowelientrocknungsvorgang, wahiend 
die Temperatur der Wabenkorper 1 bei ungefahr \00°C ge- 
halten wird. Bei diesem AusfUhrungsbeispiel lasst sich da- 5 
her eine iibermafiige Erwarmung wahrend der Mikrowellen- 
trocknung verhindern. Die Wabenkorper 1 werden daher 
nach MaBgabe der Erfindung getrocknet, wahrend die her- 
vorragende Qualitat des Trocknungsvorgangs auirechterhal- 
ten werden kann. 10 
[0088] Ungcachtct der Tatsachc, dass die MikrowcUcngc- 
neratoren 34 bei dem vorstehend beschriebenen AusfUh- 
rungsbeispiel einer An/Aus-Steu«ung unterliegen, ist die 
Erfindung nicht auf ein solches Steuerungsverfahren be- 
schrankt. Falls der Wabenkorper 1 mit 130**C beispielsweise 15 
eine hohere Temperatur als wahrend der An/Aus-Steuerung 
erreicht, kann die Mikroweiienzufuhr unterbrochen werden, 
ohne weitere MaBnahmen zu ergreifen. 
[0089] Indem der Sleuerungsbelrieb auf die obige Weise 
durchgefUhrt wird, lasst sich verhindern, dass die Waben- 20 
kOrper 1 zu stark trocknen. 

[O090] Offenbart sind ein Verfahren zur Anferligung niin- 
destens eines Wabcnkorpers und ein Trockensystem, mit 
dem eine Wabenformkorper mit einer Zellwanddicke von 
hochstcns 0,125 mm getrocknet werden kann, ohne dass cs 25 
im Aufienhautabschnitt zu Rissen oder Runzeln kommt Bei 
dem Verfahren wird zur Anfertigung eines Keramikwaben- 
formkozpers (1) mit einer Vielzahl von ZeUen (10), die 
durch in Wabenform angeordnete Zellwande (11) mit einer 
Dicke von hochstens 0,125 mm definiert werden, ein extra- 30 
sionsgeformter tonartiger Wabenkorper 1 getrocknet, indem 
er einer hochgradig feuchten Umgebung mit einera Feuch- 
tigkeitsgehalt von wenigsiens 70% ausgesetzi wird, wah- 
rend er gleichzeitig rait Mikrowellen im Frequenzbereich 
von 1000 bis 10 000 ^4Hz bestrahlt wird. 35 

Patoitanspriiche 

1 . Verfahren zur Anfertigung mindcstcns eines Kcra- 
mikwabenkozpers (1), der eine Vielzahl von Zellen 40 
(10) mit hochstens 0,125 mm dicken Wanden (11) um- 
fasst, dadurch gekeimzeidinet, dass mindestens ein 
extrusionsgeformter tonartiger Wabenkorper (1) ge- 
trocknet wird, indem er einer hochgradig feuchten Um- 
gebung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von wenigstens 45 
70% ausgesetzt und mit Mikrowellen einer Frequenz 
von 1000 bis 10 000 MHz besurahlt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Temperatur 
der hochgradig feuchten Umgebung mindestens 80^*0 
betragt. 50 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die hochgradig 
feuchte Umgebung unter Zufuhr von Hochtemperatur- 
dampf gcbildct wird 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Trock- 

' nungsvorgang erfoigt, indem die Temperatur des Wa- 55 
benkorpers gemessen wird und die Bedingungen fiir 
die Mikrowellenabstrahlung entsprechend der gemes- 
senen Temperatur geandert werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Temperatur 
des Wabenkorpers unter Verwendung enlweder eines 60 
InfrarotsU-ahlungsthermometers oder eines Laserther- 
mometers gemessen wird. 

6. System (3; 6) zuin Trocknen mindestens eines ex- 
trusionsgeformten tonartigen Wabenkorpers (1) bei der 
Anfertigung mindestens eines Keramikwabenkorpers 65 
(1), der aus einer Mclzahl in Wabenform angeordneter 
Zellen (10) mit hochstens 0,125 mm dickm Zellwan- 
den besteht (11), mit: 
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einem Trockenbad (30; 60), um mehrere Wabenkorper 
aufeunehmen; 

einem Befeuchter (32; 62), um in dem Trockenbad eine 
hochgradig feuchte Umgebung mit einem Feuchtig- 
keitsgehalt von wenigstens 70% zu erzeugen; und 
mindestens einem Mikrowellengenerator (34; 64). um 
dem Trockenbad Mikrowellen im Frequrazbereich von 
1000 bis 10 000 MHz zuzufuhren. 

7. System (3; 6) nach Anspruch 6, bei dem der Be- 
feuchter (32; 62) eine Ilochtemperaturdampfquelle zur 
Brzcugung von Hochtcmpcraturdampf aufwcist. 

8. System (3) nach Anspruch 6, mit einer Einrichtung 
(351) zur Messung der Temperatur des Wabenkorpers 
(1) wahrend des Trocknens und einer Steuerungsein- 
richtung zur Anderung der Bedingungen fur die Mikro- 
wellenabstrahlung entsprechend der gemessenen Tem- 
peratur. 

9- System (3) nach Anspruch 8, bei dem ein Teil des 
Trockenbads (30) mil einer durchsichtigen Trennwand 
(350) ausgebildet ist und auBerhalb des Trockenbads 
eine Einrichtung (351) angeordnet ist, um die Tempera- 
tur des Wabenkorpers (I) durch die durchsichtige 
Trennwand hindurch zu messen, ohne den Wabenkor- 
per zu beriihren. 

10. System (3) nach Anspruch 9, bei dem die Tcmpc- 
raturmesseinrichtung (351) entweder ein Infrarotdier- 
mometer oder ein Laserthermometer ist. 

11. System (3) nach Anspruch 10, bei dem die einen. 
Teil des TVockenbads (30) bildende durchsichtige 
Trennwand (350) aus Glas oder einem steifen Kunst- 
stoff besteht. 

12. System (3) nach Anspruch 9 oder 10, mit einer 
Wasserentfernungseinrichiung (352)r um zu verhin- 
dern. dass an der nSher an dem Trockenbad (30) befind- 
lichen Seite der einen Tbil des Trockenbads bildenden 
durchsichtigen Trennwand (350) Wassenropfen anhaf- 
ten. 

13. System (3) nach Anspruch 12, bei dem die Wasser- 
entfcmungscinrichtung (352) ein Gcblasc ist, um Luft 
auf die niiher an dem Trockenbad (30) befindliche Seite 
der durchsichtigen TVcnnwand (350) zu blasen, 

14. System nach Anspruch 13, bei dem das Geblase 
voxzugsweise so ausgefuhrt ist, dass es eine Blaskapa- 
zitat von wenigstens 0,5 mVmin hat. 
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